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(54) 발명의 명칭 공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체, 이를 함유하는 화장료 조성물 및 이의 제조방법

(57) Abstract: The present invention relates
[도2] to composite powder having enhanced water

repellency and oil absorbency by means of
even impregnation of inorganic powder
particles with a super-water-repellent porous
polymer. The composite powder prepared by
means of a one-step spraying procedure of
electro -spraying or spray drying, according
to the present invention, shows super water
repellency and maximized oil absorbency by
means of increased porosity o f porous poly-
methyl methacrylate (PMMA) and even im
pregnation with titanium dioxide (T1O2)
nanoparticles.

(57) 요약서 : 본 발명은 초발수성 다공성
고분자에 무기분체 입자를 고르게 함침
시켜 발수성과 흡유성이 향상된 복합분
체에 관한 것으로, 본 발명의 분무건조
(Spray Drying) 또 는 전 기 분 무 (Elec
tro-Spraying) 의 one-step 분무공 정으로 제
조된 복합분체는 다공성 폴리메틸메타크
릴레이트 (PMMA) 의 공극률을 증대시키
고, 이산화티탄 (Τ ) 나노입자가 고르게
함침됨으로써, 초발수성을 구현하고, 흡
유 성능을 극대화하는 효과를 나타낸다.
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명세서
발명의 명칭: 다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체，이를

함유하는 화장료 조성물 및 이의 제조방법
기술분야

[1] 본 출원은 2015 년 3월 13일자 한국 특허 출원 제 10-2015-0035097 호 및 2015 년
7월 20일자 한국 특허 출원 제 10-2015-0102194 호에 기초한 우선권의 이익을
주장하며, 해당 한국 특허 출원의 문헌에 개시된 모든 내용은 본 명세서의

일부로서 포함한다.
[2] 본 발명은 다공성 고분자와 무기분체 입자의 복합분체에 관한 것으로, 보다

상세하게는 다공성 고분자를 용해시킨 용액에 무기분체를 분산시 킨 후,
분산액을 분무건조 (Spray Drying) 또는 전기분무 (Electro-Spraying) 의 one-step

분무공 정으로 다공성 고분자에 무기분체를 함침(Impregnation) 시킨 복합분체를
제조함으 로써, 다공성 고분자의 기공을 유지하며 무기분체가 다공성 고분자에
고르게 분산되어 피부커 버력, 발수성 및 흡유성이 모두 향상된 복합분체, 이를
함유하는 화장료 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

[3]

배경기술
[4] 메이크업 화장은 피부의 결점을 보완해주고 눈과 입술을 강조하여 외모를

아름답게 표현해주는 중요한 역할을 한다. 메이크업 화장료에 흔합된 성분
중에서 색료물질 (Coloring material) 들은 기미나 흔적을 감추어 피부를 건강하게
보이게 하고 매혹적인 색조를 갖게 하는데 이들 화장료에 사용되는 색료물질은
유기합성 착색제(Organic synthetic coloring agent)와 천연 색소 (Natural color) 및
무기안료 (Inorganic pigment) 로 구분된다 .

[5] 유기합성 착색제는 염료 (Dye), 레이크 (Lake) 및 유기안료 (Organic pigment) 로

분류된다. 염료는 물과 오일 및 알코올에 용해되는 화합물로서
발색단기(Chromophore group) 로 아조기 (Azo group) 등을 가지고 있으며 ,
레이크는 수용성 염료에 불용성 금속염이 결합된 유형이다. 천연 색소는 식물과
동물 및 미생물에서 추출되는데 이들 물질은 합성 착색제보다 색의 발현이
약해서 식료품에 첨가물질 로 오랜 기간 사용되어 왔으나, 최근에 안전성이
요구되는 의약품에 사용되면서 재조명되고 있다.

[6] 무기안료는 착색안료 (Coloring pigment), 백색안료 (White pigment),

체질안료 (Extender pigment) 및 진주광 택안료 (Pearlescent pigment) 등으로

분류된다. 착색안료는 화장료에 색상을 부여하고 백색안료는 피부의
커버력(Covering power) 을 조절한다. 체질안료는 착색안료의 희석제로서 색조를
조정하고 제품의 전연성 (Spreadability), 밀착성 (Adhesion) 등 사용 감촉과 제품의
제형화에 큰 역할을 한다. 또한, 진주광택 안료는 색상에 진주광택을 주며,



흥채색 또는 금속 광채를 부여하기 위해서 사용되는 특수한 광학적 효과를 갖고

있는 안료이다.
[7] 통상 화장료에 포함되 는 체질안료는 탈크 (Talc), 카올린 (Kaolin), 실리카(Silica),

활석 , 세리사이트(Sericite), 탄산칼슘 (Calcium carbonate),

탄산口 그네슘 (Magnesium carbonate), 무수규 산 (Silicic acid anhydride) 등이
있으며 , 색의 농도 조절 및 제형의 퍼짐성, 감촉 등을 조절한다. 백색안료는
이산화티탄(Titanium dioxide), 산화아연 (Zinc oxide) 등이 있다. 일반적으로
카올린, 탈크, 실리카, 이산화티탄은 백색을 띄면서 발림성과 밀착성 및 피부
커버력을 유지시키는 분체(Powder) 로서 화장료의 기본 구성성분이다.

[8] 메이크업 화장료에 사용되는 분체는 밀착력, 은폐력, 발림성, 퍼짐성, 흡습성 ,
흡유성 및 피부친화성 등이 요구되며, 2종 이상의 분체를 흔합 또는
피복함으로써 얻어질 수 있다. 예컨대, 이산화티탄과 같은 무기계 안료는
밀착력, 은폐력 등은 우수한 반면, 발림성과 퍼짐성 등의 사용감이 부족하 므로,

이를 보완하고자 이산화티탄을 실리카로 소정 비율 피복하여 무기 복합분체를
제조함 으로써 양호한 은폐력 및 광굴절율 차이 등을 이용하여 화장료를
제조하는 기술이 공지되어 있다.

[9] 그러나 상기한 바와 같은 종래의 피복 무기 복합분체 는 실제로 피부 도포시
피부 및 외부 조건에 대한 안정성, 밀착력, 사용감 및 지속성 등에 있어서 만족할

만한 수준의 특성을 나타내지 못하였다.
[10] 이러한 단점을 개선하기 위하여 종래에는, 실리콘 화합물, 불소 화합물, 금속

비누, 고급 알코올, 지방산, 아미노산의 금속염, 레시틴 등의 표면 처리제를
이용하여 발수 처리하는 방법이 제안되었으며 , 이 중에서도 실리콘 화합물 또는
아미노산 금속염 을 이용한 표면 처리법이 일반적 이고, 최근에는 이 두 가지

방법을 병용하는 표면처리법이 제안되어 있다.
[11] 한편, 지방산, 금속 비누 및,금속염 등에 의한 표면 처리 피복 분체는 피부에

대한 부착력과 촉촉한 사용감은 양호하지 만,실리콘계 화합물로 표면 처리된
분체에 비해 내수성이 떨어지고 피부 도포시 다소 거친 느낌이 드는 등
전연성 (Spreadability) 이부족하며 , 또한 금속염이 미세 입자 상태로 분체 표면에
흡착되어 있으므로 표면 개질 상태의 안정성이 열등하여 금속염의 분리 현상이
발생한다. 뿐만 아니라 다른 실리콘계 원료와의 병용 시 색상 표현력이 저하되는
문제점이 여전히 남아있다.

[12]

발명의 상세한 설명

기술적 과제
[13] 메이크업 화장료 는 피부로부터 배출되는 피지, 즉 유분에 의해 화장 지속력이

저하되는 것을 방지하기 위한 목적으로 흡유성을 가지는 분체를 포함하고 있다.

예컨대 흡유성을 가지는 분체로서 , 다공성 실리카 또는 구형상의 다공성



폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA) 등의 수지 분체가 이용되고 있으나, 다공성
실리카의 경우에는 피부의 유분뿐만 아니라 수분까지 흡수하기 때문에 피부의
건조함이 불가피 하며 , 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트는 작은 기공 사이즈로
인해 흡유 성능이 만족스럽지 못한 문제점이 있다.

[14] 또한 메이크업 화장료의 성분 중 무기분체로서 , 피부의 색상 또는
은폐력(Hiding power) 을 조절하는 착색안료 또는 백색안료가 상기 다공성 원료와
각각 별도로 함유되므로, 피부에 적용시 상기 안료가 피지에 그대로 노출되어

화장료의 뭉침 현상이 발생하며 , 이에 따라 화장 지속력이 크게 저하되는
문제점이 있다.

[15]

과제 해결 수단
[16] 본 발명은 상기의 과제를 해결하기 위해 안출된 것으로, 다공성 고분자에

무기분체 입자를 고르게 함침(Impregnation) 시키기 위하여, 다공성 고분자를
용해시킨 용액에 무기분체를 분산시 킨 후, 분산액을 분무건조 (Spray Drying)

또는 전기분무 (Electro-Spraying) 의 one-step 분무공 정으로 다공성 고분자에
무기분체를 함침시킨 복합분체를 제조한다.

[17] 본 발명의 피지 흡유능이 있는 다공성 고분자는
폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA: poly-(methyl methacrylate)),

폴리비닐피롤리돈(PVP: poly-(vinyl pyrrolidone)), 폴리카프로락톤 (PCL:

poly-(caprolactone)) 및 폴리-L- 락틱산 (PLLA: Poly-(L-Lactic Acid)) 군으로부터
선택되는 1종 이상인 것이 가능하며 , 바람직하게는 폴리메틸메타크릴레 이트를
적용한다.

[18] 또한 본 발명의 무기분체는 이산화티탄(Ti0 2: Titanium dioxide), 산화아연 (Zinc

oxide), 세리사이트(Sericite) 및 산화철 (Iron oxide) 군으로부터 선택되는 1종
이상인 것이 가능하며 , 바람직하게는 이산화티탄을 적용한다.

[19]

발명의 효과
[20] 첫째, 본 발명의 복합분체 및 메이크업 화장료는 다공성 고분자에 무기분체

나노입자를 고르게 함침시켜 다공성 고분자의 기공 사이즈 및 공극률을 유지
내지 증대시킴으로써 ,종래의 다공성 고분자 분체 단독으로 적용시 만족스럽지

못했던 흡유 성능이 향상된다.
[21] 둘째, 본 발명의 메이크업 화장료는 유화제 사용을 배제하는 분무건조 또는

전기분무 방법으로 제조된 복합분체를 함유하므로, 종래 유화제의 불완전한
제거로 인하여 발수성 이 저해되는 문제점을 해결하고 초발수성을
구현함으로써 , 피부에 수분은 발수하고 피지만을 선택적으로 흡유하는 특성을
나타낸다.

[22] 셋째, 본 발명의 복합분체 제조방 법인 분무건조 또는 전기분무 방법은 공정



조건에 따라 다공성 고분자의 비표면적 및 평균 기공 사이즈의 제어가 용이하다.
[23] 넷째, 본 발명의 복합분체 제조방법인 분무건 조 또는 전기분무 방법에 의하여

결정상 구조의 무기분체가 구상의 다공성 고분자 분체에 고르게 함침됨으로써,

롤링효과에 의해 부드럽게 발리는 사용감의 개선 효과가 있다.
[24]

도면의 간단한 설명
[25] 도 1은 본 발명의 다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체를 제조하는

분무건 조기의 모식도이다.

[26] 도 2는 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가

함침된 복합분체 의 표면 SEM 이미지이다.
[27] 도 3은 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가

함침된 복합분체의 절단면 SEM 이미지이다.
[28] 도 4는 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가

함침된 복합분체에 포함된 Ti 원소를 에너지 분산형 X선(EDX: Energy Dispersive

X-ray) 분석장치로 정량 및 정성분석한 이미지이다.

[29] 도 5는 종래의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트 분체(PMMA only) 와 본 발명의

다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가 함침된
복합분체 (PMMA+Ti0 2)를 비교한 이미지이다.

[30] 도 6은 종래의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트 분체(PMMA only) 와 본 발명의

다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가 함침된
복합분체 (PMMA+Ti0 2)의 수분에 대한 접촉각을 비교한 이미지이다.

[31] 도 7은 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가
함침된 복합분체의 흡유량 측정결과이다.

[32]

발명의 실시를 위한 최선의 형태
[33] 본 발명은 다공성 고분자에 무기분체가 고르게 분산되어 함침된 형상의

복합분체 로서 , 다공성 고분자인 폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA: poly-(methyl

methacrylate)) 에 무기분체인 이산화티탄(Ti0 2) 나노입자를

함침(Impregnation) 시켜 복합화한 발수성과 흡유성이 향상된 복합분체, 이를
함유하는 화장료 조성물 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

[34] 메이크업 화장료에 함유되 는 분체 중에서 , 이산화 티탄은 그 목적에 따라

자외선 차단용 이산화티 탄과 피부 커버용 이산화티 탄으로 구분되 며, 자외선
차단용으로 사용되는 이산화 티탄은 자외선 차단 효과를 가지기 위해 평균

입도가 10 ~ 200nm 로 비교적 작은 편이다. 반면 피부 커버용 이산화 티탄은

평균입도가 200 350nm 이며, 자외선 차단 효과는 거의 없으나, 가시광선을
산란시 키고 은폐력이 뛰어나 피부의 기미, 주근깨, 흥반, 잡티 등을 커버하기

위한 안료(Pigment) 목적으로 사용한다.



[35] 본 발명은 상술한 이산화티 탄 중에서 피부 커버용 일반 이산화티 탄에 관한
것으로, 직경이 200 ~ 300nm 인 이산화티 탄 나노입자가 피지에 대해 흡유능을
가지는 다공성 고분자인 폴리메틸메타크릴레 이트에 함침된 복합분체를
제공한다.

[36] 본 발명은 자외선 차단용 이산화티 탄 나노입자가 다공성 고분자인
폴리메틸메타크릴 레이트에 함침된 복합분체에도 적용 가능하다.

[37] 본 발명의 피지 흡유능이 있는 다공성 고분자는
폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA: poly-(methyl methacrylate)),

폴리비닐피롤리돈(PVP: poly-(vinyl pyrrolidone)), 폴리카프로락톤 (PCL:

poly-(caprolactone)) 및 폴리-L- 락틱산(PLLA: Poly-(L-Lactic Acid)) 군으로부터
선택되는 1종 이상인 것이 가능하며 , 바람직하게는 폴리메틸메타크릴레 이트를
적용한다.

[38] 본 발명의 무기분체는 이산화티 탄(Ti0 2: Titanium dioxide), 산화아연 (Zinc

oxide), 세리사이트(Sericite) 및 산화철 (Iron oxide) 군으로부터 선택되는 1종
이상인 것이 가능하며 , 바람직하게는 이산화티탄을 적용한다.

[39] 또한 본 발명은 복합분체의 발수성을 극대화하여 피지에 대한 선택적 흡유를
도모하기 위해 유화제의 사용을 배제하는 분무건조법 (Spray Drying) 또는
전기분무법 (Electro-Spraying) 으로 무기분체가 다공성 고분자에 고르게 분산되어
함침된 형상의 복합분체를 제조하는 방법을 제공한다.

[40] 본 발명의 화장료 조성물은 보다 구체적으로 메이크업 화장료 조성물일수
있으며 , 통상 메이크업 화장료는 사용 목적에 따라 구성비 및 제형을 구분하여
파우더 , 파우더 팩트, 투웨이케익, 파우더 파운데 이션, 리퀴드 파운데 이션,크림

파운데 이션, 컨실러, BB 크림, CC 크림, 메이크업 베이스,프라이 머, 아이새도우,
블러셔 등으로 제조 가능하나, 이에 한정하지 않음은 물론이다.

[41] 이하,본 발명을 도면 및 실시예에 의해 보다 상세히 설명하고자 한다. 하지만,
본 발명은 하기 실시예에 의해 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 기술 사상 범위
내에서 여러 가지 변형 또는 수정할 수 있음은 이 분야에 통상의 지식을 가진
자에게는 명백한 것이다.또한, 본 명세서에서 사용되는 기술 용어 및 과학
용어에 있어서 다른 정의가 없다면, 본 발명이속하는 기술 분야에서 통상의
지식을 가진 자가 통상적으로 이해하고 있는 의미를 가진다. 따라서 ,종래와
동일한 기술적 구성 및 작용에 대한 반복되는 설명은 생략하기로 한다.

[42] 도 1은 본 발명의 다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체를 제조하는
공정으로서 , 분무건조기를 이용한 분무건조법의 개략적 공정 과정을 나타내고

있다. 분무건조법을 이용한 본 발명의 일 실시예로서 , 피지에 대해 흡유능을
가지는 다공성 고분자인 폴리메틸메타크릴레 이트와 피부에 커버력을 부여하는
이산화티 탄 나노입자를 흔합한 분산 용액을 제조한 후, 도 1에 도시된 바와 같은
분무건조 장치에 투입하여 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티탄
나노입자가 함침된 복합분체를 제조할 수 있다. 이때 다공성 고분자인



폴리메틸메타크릴레 이트의 초발수성 구현을 위해 유화제의 사용은 배제하는
것이 바람직 하다.

[43] 도 2 및 도 3은 상술한 분무건조법 을 통해 제조된 복합분체 로서 , 구상의 다공성
폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자를 전체 중량 대비 50 중량¾
함침시킨 복합분체 의 표면 및 절단면 SEM 이미지이다.도 2에 도시된 바와 같이,
폴리메틸메타크릴 레이트 (10) 의 표면에 형성된 기공(11) 및 내부에 형성된
중공(12) 을 확인할 수 있다. 이로 인해 본 발명의 복합분체는
폴리메틸메타크릴 레이트 (10) 의 표면뿐만 아니라 내부에도 다양한 형상의
기공(11) 및 중공(12) 이 형성되어 있으며 , 이것은 피부에 대한 흡유량 증대
효과를 야기한다.

[44] 도 4는 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가
함침된 복합분체에 포함된 T i 원소를 에너지 분산형 X선 (EDX: Energy Dispersive

X-ray) 분석장치로 정량 및 정성분석한 이미지로서 , 본 발명의 복합분체 에
이산화티 탄 나노입 자가 폴리메틸메타크릴 레이트 전체에 고르게 함침되어
분포되 었음을 확인할 수 있다.

[45] 상기 이산화티 탄 나노입 자는 복합분체 전체 중량 대비 30 ~ 70 중량¾함침되는
것이 바람직 하다. 이산화티 탄 나노입자가 30 중량¾미만으로 함침되는 경우,
피부 커버력의 효과가 미비하며 , 이산화티 탄 나노입 자가 70 중량 를 초과하여

함침되는 경우, 공극률과 기공사이 즈가 작아져서 흡유능이 저하된다.
이산화티 탄 나노입자의 함량은 그 목적에 따라 상기 범위 내에서 적용 가능하나,
가장 바람직 하게는 이산화티 탄 나노입자가 복합분체 전체 중량 대비 50

중량 로 함침된 것으로, 이는 피부 커버력은 물론 공극률 및 기공사이즈
면에서도 화장료로 사용하기에 적절하다.

[46] 또한 상기 이산화티 탄 나노입 자는 피부 보정 및 커버를 위한 백색안료로서 ,
평균 입자사이 즈가 200 ~ 300nm 인 것이 바람직 하다. 평균 입자사이 즈가 200nm

미만일 경우에는 가시광선을 산란시 키는 정도가 감소하여 커버력이 현저하게
저하되며, 평균 입자사이 즈가 300nm 를 초과할 경우에는

폴리메틸메타크릴 레이트 내부에 복합화 시키기 어려워 사용감이 거칠어지기
때문에 화장료 로 사용하기에 적절하지 않다.

[47] 도 5는 종래의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트 분체(PMMA only) 와 본 발명의
다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가 함침된
복합분체 (PMMA+Ti0 2)를 비교한 이미지이다.도시된 바와 같이 기존의 다공성
폴리메틸메타크릴 레이트 분체(PMMA only, Sunpmma-cocol70) 는
비표면적(Specific Surface Area) 이 70.397m 2/g, 평균 기공 사이즈 (Average Pore

Diameter) 는 23.5nm, 공극률 (Porosity) 은 53.8% 수준이며, 이산화티 탄 나노입자를
50 중량¾함유한 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트 복합분체 (PMMA+Ti0 2)는
비표면적이 36.134m 2/g, 평균 기공사이즈는 323.7nm, 공극률은 69.1% 정도인
것으로 나타났다. 특히 본 발명의 분무건조법 또는 전기분무법으로 제조되는



복합분체는 공정 조건에 따라 비표면적은 10 ~ 200m 2/g, 평균 기공 사이즈는 15 ~

500nm, 공극률은 50 ~ 70% 범위까지 제어가 가능하다. 기존의 다공성
폴리메틸메타크릴 레이트 분체(PMMA only, Sunpmma-cocol70) 는 단일크기의
메조포러스(Meso-Porous) 한 구조로 인해 비표면적은 상대적으로 크나 평균 기공
사이즈와 공극률이 낮은 반면에 , 본 발명의 복합분체 (PMMA+Ti0 2)의 경우는
멀티포러스(Multi-Porous, Micro+Meso+Macro) 구조로 인해 포어채널(Pore

Channel) 이 형성되어 모세관 현상에 의해 오일을 흡유하는 데에 훨씬 유리하다.
[48] 도 6은 종래의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트 분체(PMMA only,

Sunpmma-cocol70, 선진화학)와 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에
이산화티 탄 나노입자가 함침된 복합분체 (PMMA+Ti0 2)의 수분에 대한 접촉각을
비교한 이미지로서 , 본 발명의 복합분체는 종래의 다공성
폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA only, Sunpmma-cocol70, 선진화학)에 비해
발수성이 우수한 것으로 나타난다. 이러한 발수성은 메이크업 적용시 , 피부의
수분은 발수하고 피지만을 선택적으로 흡유하게 한다.

[49] 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트에 이산화티 탄 나노입자가 함침된
복합분체 (PMMA+Ti0 2)의 발수성은 제조공정에서 발수성을 저하시키는
유화제의 사용을 배제함으로써 발생하는 특성으로, 이를 위해 본 발명의
복합분체 (PMMA+Ti0 2)는 분무건조법 또는 전기분무법으로 제조하는 것이
바람직하다. 종래의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA, Sunpmma-cocol70,

선진화학)는 유화중합으로 생산되기 때문에 유화제의 사용이 불가피하며 ,상기
유화제의 완전한 제거가 불가능하기 때문에 분체의 발수성이 저하되는
문제점이 있었다. 따라서 본 발명은 피지의 선택적 흡유를 위한 방법으로 분체의
발수성을 저해하는 유화제의 사용을 배제하고자 분무건조법 또는
전기분무법으로 제조함으로써 발수성을 극대화할 수 있다. 이는 도 6의 수분
접촉각 테스트로 확인 가능하다.

[50] 도 7은 본 발명의 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티 탄 나노입자가
함침된 복합분체 (PMMA+Ti0 2)의 흡유량 테스트 결과이다.도시된 바와 같이,
종래의 무기분체(TiO 2 CR50 AS) 에 비해 최대 10배 정도 흡유량이 증가한 것으로
나타났다. 또한 종래의 다공성 폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA only) 에
비해서도 흡유량이 2배 가량 증가한 것으로 나타났다. 이는 본 발명의
복합분체가 이산화티탄을 50 중량 로 함유하고 있음에도 불구하고, 종래의
다공성 폴리메틸메타크릴레 이트 보다 큰 기공 사이즈 및 공극률을
유지함으로써 발생하는 효과이다.

[51] 본 발명의 화장료 조성물에는 상기 다공성 고분자에 무기분체가 함침된
복합분체 이외에 기능성 첨가물 및 일반적인 화장료 조성물에 포함되는 성분이
추가로 포함될 수 있다. 상기 기능성 첨가물로는 수용성 비타민, 유용성 비타민,
고분자 펩티드,고분자 다당, 스핑고 지질 및 해초 액기스로 이루어진 군에서
선택된 성분을 포함할 수 있다. 또한, 상기 기능성 첨가물과 더불어 필요에 따라



일반적인 화장료 조성물에 포함되는 성분을 배합할 수 있다. 이외에 포함되는
배합 성분으로서 는 유지 성분, 보습제 , 에몰리엔트제 , 계면 활성제,유기 및 무기
안료, 유기 분체,자외선 흡수제 , 방부제 , 살균제 , 산화 방지제, 식물 추출물, pH

조정제, 알콜, 색소, 향료, 혈행 촉진제, 넁감제, 제한제, 정제수 등을 들 수 있다.
[52] 본 발명을 첨부된 도면과 함께 설명하였으나, 이는 본 발명의 요지를 포함하는

다양한 실시 형태 중의 하나의 실시예에 불과하며 , 당업계에서 통상의 지식을
가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 하는 데에 그 목적이 있는 것으로, 본
발명은 상기 실시예에만 국한되 는 것이 아님은 명확하다. 따라서 , 본 발명의
보호범위는 하기의 청구범위에 의해 해석되어야 하며 , 본 발명의 요지를

벗어나지 않는 범위 내에서의 변경 , 치환, 대체 등에 의해 그와 동등한 범위 내에
있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함될 것이다.또한, 도면의 일부
구성은 구성을 보다 명확하게 설명하기 위한 것임을 명확히 한다.

[53]

발명의 실시를 위한 형태
[54] 이하에서는 본 발명의 다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체를

구현하기 위한 제조 실시예에 대하여 구체적으로 설명하고자 한다. 그러나,본
발명이 이에 한정되지 않음은 물론이고, 본 발명의 또 다른 적용 및 변형 등도 이
기술분야에 서 통상의 지식을 가진 자에게는 자명하다 할 것이다.

[55] 제조 심시 예

[56] 본 발명의 이산화티탄이 함침된 폴리메틸메타크릴 레이트
복합분체 (PMMA+Ti0 2)를 제조하기 위하여 다음을 준비한다.

[57] 이산화티 탄(Ti0 2, Daito Kase 제조, OTS-2 Ti0 2 CR-50)

[58] 폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA, poly(methyl methacrylate), L G PMMA 제조,
IH830B)

[59] 디클로로메 탄(DCM, Dichloromethane anhydrous, Sigma- Aldrich 제조, 순도 >
99.8%)

[60] 핵산올(Hexanol, 1-hexanol, Sigma- Aldrich 제조, 순도 > 99%)

[61] 1. 분무거조 iSprav-Drving ᅳ)

[62] 1) PMMA 40g을 용매(DCM ：Hexanol = 9 : 1, wt ) 1L에 용해시킨다.
[63] 2) Ti0 2 40g을 PMMA 용액에 넣은 후 균질기 (Homogenizer) 를 사용하여

분산시 킨다.
[64] 3) Ti0 2가 분산된 PMMA 용액을 분무건조 한다.
[65] 4) 분무건 조기의 내부 습도는 30% 이상으로 유지시키며 내부 온도는 실온을

유지한다.
[66] 5) Feed rate: 20%, Aspirator: 70%, 20atm 의 조건으로 분무건조 한다. Ti0 2가

분산된 PMMA 용액은 분무건조 중에 지속적으로 교반기를 통하여 교반시 킨다.
[67] 6) 분무건조된 Ti0 2/PMMA 복합분체 입자를 층분히 세척한 후, 동결건 조하여



잔존 용매를 완전히 제거한 후 수득한다.
[68] 2. 저기분무 (Electro Spraying)

[69] 1) PMMA 0.4g 을 용매(DCM ：Hexanol = 9 : 1, wt ) lOmL 에 용해시킨다.

[70] 2) Ti0 2 0.4g 을 PMMA 용 액에 넣은 후 초음파 분쇄기(Sonicator) 를 사용하여

분산시 킨다.

[71] 3) 0 2가 분산된 PMMA 용액을 전기분무 한다.

[72] 4) 전기분무 Cage의 내부 습도는 30% 이상으로 유지시키며 내부 온도는 실온을

유지한다.

[73] 5) Feed rate: O.OlmL/min, Voltage: lOkV, Distance: 15cm의 조건으로

전기분무 한다.

[74] 6) 전기분무된 Ti0 2/PMMA 복합분체 입자를 층분히 세척한 후 , 동결건 조하여

잔존 용매를 완전히 제거한 후 수득한다.

[75]

산 업상 이용가능성
[76] 본 발명의 다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체 를 포함하는 화장료

조성물은 파우더 , 파우더 팩트, 투 웨이케익, 파우더 파운데 이션 , 리퀴드

파운데 이션 , 크 림 파운데 이션 , 컨실 러, ΒΒ 크 림, CC 크 림, 메이크업 베이스 ,
프 라이머 , 아 이새도우, 블 러셔와 같은 메이크업 화장료로 제형화되는 것이

가능하나, 제형에 있어서 특별히 한정되지 않으며 , 목 적하는 바에 따라 적절히

선택하여 변경할 수 있다.

[77]
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청구범위
[청구항 1] 다공성 고분자에 무기분체가 함침(Impregnation) 된 복합분체 에 있어서 ,

상기 다공성 고분자는 폴리메틸메타크릴 레이트(PMMA: poly-(methyl

methacrylate)), 들리비닐피롤리돈(PVP: poly-(vinyl pyrrolidone)),

폴리카프로락톤 (PCL: poly-(caprolactone)) 및 폴리-L- 락틱산 (PLLA:

Poly-(L-Lactic Acid)) 군으로부터 선택되는 1종 이상이며,
상기 무기분체는 이산화티탄(Ti0 2: Titanium dioxide), 산화아연 (Zinc

oxide), 세리사이트(Sericite) 및 산화철 (Iron oxide) 군으로부터 선택되는
1종 이상인 것을 특징으로 하는 복합분체.

[청구항 2] 제 1항에 있어서 ,
상기 복합분체는 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트에 이산화티탄
나노입자가 함침된 것을 특징으로 하는 복합분체.

[청구항 3] 제2항에 있어서 ,
상기 이산화티탄은 전체 복합분체 중량 대비 30 ~ 70 중량 로 함침되는
것을 특징으로 하는 복합분체.

[청구항 4] 제3항에 있어서 ,
상기 이산화티탄은 전체 복합분체 중량 대비 50 중량 로 함침되는 것을
특징으로 하는 복합분체.

[청구항 5] 제2항에 있어서 ,
상기 이산화티탄의 평균 입자사 이즈는 200 ~ 300nm 인 것을 특징으로
하는 복합분체.

[청구항 6] 제2항에 있어서 ,
상기 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트의 비표면적 (Specific Surface

Area) 은 10 200m 2/g인 것을 특징으로 하는 복합분체.
[청구항 7] 제2항에 있어서 ,

상기 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트의 평균기공사이즈(Average Pore

Diameter) 는 15 ~ 500nm 인 것을 특징으로 하는 복합분체.
[청구항 8] 제2항에 있어서 ,

상기 다공성 폴리메틸메타크릴레 이트의 공극률 (Porosity) 은 50 ~ 70<¾인
것을 특징으로 하는 복합분체.

[청구항 9] 제 1항 내지 제8항 중 어느 한 항의 복합분체 를 함유하는 화장료 조성물.
[청구항 10] 다공성 고분자 용액에 무기분체를 분산시킨 후 분산된 다공성 고분자

용액을 분무건조 (Spray Drying) 하여 제조하는 것을 특징으로 하는 다공성
고분자에 무기분체가 함침된 복합분체의 제조방법 .

[청구항 11] 다공성 고분자 용액에 무기분체를 분산시킨 후 분산된 다공성 고분자
용액을 전기분무 (Electro-Spraying) 하여 제조하는 것을 특징으로 하는
다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체의 제조방법 .
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[청구항 12] 다공성 고분자에 무기분체가 함침된 복합분체에 있어서 ,

제 10항 또는 제 11항의 방법으로 제조되는 것을 특징으로 하는 다공성

고분자에 무기분체가 함침된 복합분체.
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